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Justificativa

v Minimizar erros de medidas
v Analise quantitativas
v"Reator do LabPlasma

Alcanos metano, isobutano e parafina

Alcoois metanol, glucose e sucrose

Fendis fenol e hidroquinona

Corantes, pesticidas, aromaticos, alcenos




Objetivos

v Projeto e execucdo de um reator para
avaliacao da atividade fotocatalitica

v Objetivos especificos: Conhecer as varidveis
(O2 , pH, temperatura,) que influenciam a
atividade fotocatalitica
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Filmes de Dioxido de Titanio TiO,

e Semicondutor
e Quimicamente estavel

Fonte: http://www.cnpuruida.com/productx_248.html
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Atividade Fotocatalitica

v" POA — Processos Oxidativos Avancados
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Reacoes

Reacdes com a lacuna da BV

- H-O + hy, ™= OHe + H”

. OH + hp,” ———= OHe

- TiO,(e BC+h'BV) —=> TiO, + A
Reacoes com o elétron da BC

s Ox+e —= Oy~
Outras reacoes

« 205, ® +2H,0—= O, + H,0, + 20H"

= 02-. + 02-. -+ 2H+H H202+ 02
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Funcionamento Reator Fotocatalise

IRALA, Dianclen do Rosario. Obtengao de Filmes de TiO,
com propriedades fotoinduzidas sobre ago AISI 1015
utilizando tecnologias de plasma. 2010. ITA, S3o José
dos Campos, 2013.

v Bomba de fluxo
continuo: 2,86L/min

v’ Capacidade de
armazenamento:
350mL

v’ Radiac3o ultravioleta:
duas lampadas de
mercurio 254nm/8W

v' Distancia da superficie
do filme: 5,0cm



Avaliacao da Influéncia do Oxigénio
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v" O oxigénio captura os elétrons da banda de conduc3o,
formando o superoxido e evitando a recombinacao
interna, facilitando a formacao dos radicais livres

Oz +e — 02"



Avaliacao da Influéncia do pH

v Indicador redox estavel
na faixa de pH 5,0 -9,0

v Inicio pH 7,00
Final pH 8,00

v A pequena mudanca no
pH provavelmente €
resultado da reacoes de
degradagéo http://digilablaboratorio.com.br/equipamentos/medidor

es/phmetro-bancada-microprocessado.html




Temperatura

v’ Interfere na adsorcdo das
moléculas de H,O, de OH e
de O, na superficie do
catalisador

v/ Evaporacdo da solucdo
gerando erros no valor de
degradacao que precisam
ser corrigidos

Abs = ebc

https://www.3bscientific.com.br/termometro-
10-c-200-c-u8451204,p_592_ 14322.html



Estudo dos Materiais

v Funcdo trabalho

Metal Energia minima A
(eV) (nm)
Al 4,08 304
Fe 4,50 276
Ag 4,73 262
Pt 6,35 197

v Degradacdo de polimeros: polietileno, PVC
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Sistema Triodo Magnetron Sputtering.

v" Sistema de deposicdo de filmes
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